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Abstract of EP0845710 

The manufacturing method involves using 
illumination of a light-sensitive layer applied to 
the printing template base plate via a liquid 
crystal display device (16). This device can be 
moved in coordinate directions relative to the 
base plate for illuminating successive areas of 
the latter. The light output surface of the liquid 
crystal display device may be brought into 
contact with the light-sensitive layer during its 
illumination. Alternatively the image provided by 
the liquid crystal display device may be projected 
onto this layer via a projection device. 
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(54) Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einer Druckschabione 

(57) Die Erflndung betrHft ein Verfahren und eine 
Vorrichtung zur Herstellung einer Druckschabione. 
Dabei wird eine auf einem Schablonen-Grundkdrper 
(41) befindliche Ilchtempfindliche Schicht (42) muster- 
bedingt belichtet. Die Belichtung erfolgt erfindungsge- 
mSB uber eine Flussigkristall-Anzeigeeinrichtung (16). 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrrfft ein Verfahren zur Herstellung 
einer Druckschablone gem&6 dem Oberbegriff des 
Patentanspruchs 1 sowie eine Vorrichtung zur Herstel- 
lung einer derartigen Druckschablone gemSB dem 
Oberbegriff des Patentanspruchs 15. 

Bei der Herstellung von Druckschablonen wird Qbli- 
cherweise so vorgegangen, daB eine auf einem Scha- 
blonen-GrundkGrper befindliche lichtempfindliche 
Schicht musterbedingt belichtet und anschlieBend ent- 
wickelt wird. Dabei dienen eine Aufspanneinrichtung 
zum Aufspannen eines die lichtempfindliche Schicht 
tragenden Schablonen-GrundkOrpers, eine Belich- 
tungseinrichtung zur musterbedingten Belichtung der 
lichtempfindlichen Schicht, eine Antriebseinrichtung zur 
Relativbewegung von Aufspanneinrichtung und Belich- 
tungseinrichtung gegeneinander, und eine Steuerein- 
richtung zur Steuerung der Belichtungseinrichtung und 
der Antriebseinrichtung. 

Bei der Erzeugung von z. B. Flachschablonen fur 
den Siebdruck wird ublicherweise so vorgegangen, daB 
zunachst ein rechteckiger Rahmen mit einem Stahl- 
hohlprofilrohr mit Schablonengaze bespannt und 
anschlieBend mit lichtempfindlichem Lack beschichtet 
wird. Nach dem Trocknen dieses Lackes wird ein Ganz- 
film uber die Schablone gelegt, also ein Film, der die 
gesamte Schablonenoberfl&che welche im nachfolgen- 
den Druckprozess Druckfarbe hindurchlassen muB, 
abdeckt. Der Film zeigt das auf die Schablone zu uber- 
tragende Muster. AnschlieBend wird durch den Film hin- 
durch belichtet. Entweder wird die Schablone dem 
Sonnenlicht ausgesetzt Oder durch eine Lichtquelie 
bestrahrt, die einen mOglichst hohen Anteil kurzwelliger 
Strahlung aufweist. Solche Lichtquellen sind entweder 
Quecksilberdampflampen, Xenonlampen, Leuchtstoff- 
rohren oder Metall-Halogendampflampen. Die Forde- 
rung nach einem mOglichst hohen Anteil kurzwelliger 
Strahlung folgt aus der Uchtempfindlichkeit der verfug- 
baren Fotolacke. Ursprunglich hat man zur Herstellung 
eines lichtempfindlichen Lackes Gelatine verwendet, 
der einige wenige Prozente einer KaliumbichromatlG- 
sung zugesetzt wurden. Setzt man eine so behandelte 
Gelatine UV-Licht aus. dann vernetzt diese. Durch die 
Vernetzung wird die Gelatineschicht wasserunltislich 
und die nicht bestrahiten FlSchen der Schablone k6n- 
nen mit Warmwasser aus dem Sieb gewaschen wer- 
den. Diese Siebbereiche lassen dann im nachfolgenden 
Druckprozess Farbe hindurchtreten. Die Gelatine wird 
heute gerne durch Polyvenylalkohol (=PVA) ersetzt 
PVA ist ein synthetisches Thermoplast, welches im 
unvernetzten Zustand ebenfalls wasserloslich ist. Der 
chemische Aufbau von Gelatine und Polyvenylalkohol 
ist sehr &hnlich. Nachteilig bei diesem Verfahren sind 
die Notwendigkert eines Ganzfilmes je Schablone und 
der groBe Anteil des umweltbelastenden Kaliumbichro- 
mats. Der Ganzf ilm verteuert die Herstellung der Scha- 
blone und belastet uber dies durch die ebenfalls 



notwendige NaBentwicWung die Umwert. Urn das Kali- 
umbichromat zu vermeiden, versuchte man schon sehr 
bald, diese afteren Fotolacke durch Epoxidharze, Poly- 
esterharze und Polyacrylharze zu ersetzen, welchen 

5 man zur leichteren lichtinduzierten Polymerisation auch 
einen Fotosensibilisator beisetzen konnte. Die aus die- 
sen Harzen bestehende Beschichtung der genannten 
Schablonen wurde aber auch fur ein anderes Verfahren 
verwendet, bei welchem man einen digital gesteuerten 

10 Laser als Lichtquelie verwendete. Dieses Verfahren 
sparte den Ganzf ilm. Der Laserstrahl wird durch einen 
rotierenden Polygonalspiegel parallel zu einer Kanten- 
richtung uber die ganze Breite der Schablone ausge- 
lenkl und diese langsam in der dazu senkrecht 

r 5 stehenden Richtung schrittweise vorgeschoben. Der 
Laserstrahl durchl&uft eine optische Linse mit einem 
Brennweitenverlauf, welche den Laserstrahl auf seine 
Auftreffstelle auf der Schablone fokussiert Die mit dem 
Fotolack beschichtete Schablone wird so punktweise 

2 o vernetzt bzw. geh&rtet. Der Laser ist aber teuer und 
man benOtigt wegen der extrem kurzen Belichtungszeit 
und dem bekannten Kurzzerteffekt zur Aushartung eine 
sehr viel hdhere optische Stahlenergie als bei langeren 
Belichtungszerten. AuBerdem haben jene Laser, welche 

25 im kurzwelligen bzw. sichtbaren Welleniangengebiet 
emittieren, einen sehr schlechten Gesamtwirkungs- 
grad. Dieser ist oft nicht gr6Ber ais 0,0001, also 0.01 
Prozent. Jede herkommliche Lichtquelie (Quecksilber- 
dampflampe, Xenonstrahler. LeuchtstoffrOhre) weist 

3 o wesentlich h6here Wirkungsgrade auf. Ein Laser, der 
Strahlung mit einer Welleniange von 388 nm emittiert, 
bendtigt bei einer Abgabe von 30 mW optischer Strah- 
lungsleistung eine elektrische Eingangsleistung von 
etwa 7 kW. 

35 Die Figuren 1 und 2 zeigen die herkdmmlichen 
Belichtungsverfahren zur Herstellung von Flachdruck- 
schablonen. Dabei zeigt die Figur 1 ein aiteres Verfah- 
ren, namlich eine Belichtung mit einem Xenonbrenner 
1 . Der Xenonbrenner 1 wird durch ein NetzgerSt 2 mit 

40 elektrischer Energie versorgt. Die Belichtung erfolgt 
durch einen Ganzfilm 3 hindurch auf eine Flachscha- 
blone 4. Diese Flachschablone 4 besteht aus einem 
umlaufenden Rahmen 5, auf welchem eine Seidengaze 
aufgezogen wird und welche durch einen der zuvor 

45 erwahnten lichtempfindlichen Lacke farb- bzw. wasser- 
dicht verschlossen ist. 

Die Figur 2 zeigt ein neueres Verfahren mittels der 
Belichtung durch einen Laser 6. Der Laser 6 emittiert 
einen Laserstrahl 7, der von einem rotierenden Polygo- 

50 nalspiegel 8 durch eine Optik 9 gelenkt wird. Diese 
Optik 9 weist eine ver&nderliche Brennwerte auf. Der 
Laserstrahl 7 ISuft entlang einer Geraden 10 quer uber 
die Flachschablone 4 hinweg und hSrtet Oder schadigt 
dort den aufder Seidengaze befindlichen Fotolack. 

55 Gesteuert wird dieser Prozess durch einen Rechner 1 1 . 
Sofern Rundschablonen betroffen sind, ist die 
Belichtung uber einen Ganzfilm z. B. aus der DE-OS 29 
02 902 bekannt. Dagegen ist die Belichtung mit Hilfe 
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eines Laserstrahls etwa aus der DD 241 567 bekannt. 
• Dort wird die strahlungsempfindliche Lackschicht aller- 
dings weggebrannt Die Belichtung einer Lackschicht 
mrttels eines Laserstrahls und anschlieBender Entwick- 
lung im Falle von Rundschablonen geht aus der EP 0 5 
728 578 A1 als bekannt hervor. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Ver- 
fahren der eingangs genannten Art so weiterzubilden, 
da(3 eine einfachere und biliigere Herstellung von 
Druckschablonen mSglich ist Fur diesen Zweck soil 10 
auch eine entsprechende Vorrichtung zur Verfugung 
gestellt werden. 

Die verfahrensseitige L6sung der gestellten Auf- 
gabe besteht darin, daB die Belichtung der lichtemp- 
findlichen Schicht uber eine Flussigkristall- is 
Anzeigeeinrichtung erfolgt. ErfindungsgemaB weist 
somit auch die Vorrichtung zur Herstellung einer Druck- 
schablone eine Belichtungseinrichtung auf, die eine 
Flussigkristall-Anzeigeeinrichtung enthait, diedurch die 
Steuereinrichtung ansteuerbar ist. 20 

Der Vorteil des Einsatzes einer Flussigkristall- 
Anzeigeeinrichtung bei der Belichtung der lichtempfind- 
lichen Schicht ist darin zu sehen, daB im Hinblick auf die 
Verwendung eines Ganzfilms zum Zwecke der Belich- 
tung die umstandliche Herstellung und Anbringung des 25 
Ganzfilms auf der Druckschablone entfallen kann. 
Andererseits ergibt sich gegenuber der Verwendung 
eines Laserstrahls zum Zwecke der Belichtung der licht- 
empfindlichen Schicht der Vorteil, daB kein teuerer 
- Laser mehr erforder lich ist, und da B sich daruber hinaus 30 
der Gesamtwirkungsgrad im Hinblick auf die aufzuwen- 
dende Energie bei der Belichtung verringert Da die 
Flussigkristall-Anzeigeeinrichtung relativ groB ausgebil- 
det sein kann. lassen sich durch einenjeweiiigen Belich- 
tungsprozess grOBere Bereiche des Gesamtmusters 35 
herstelien. so daB die Zerten fur die Belichtung der 
gesamten Schablone mil Hirfe eines Laserstrahls Oder 
mittels der Flussigkristall- Anzeigeeinrichtung etwa in 
derselben GrOBenordnung liegt. 

Die lichternpfindliche Schicht konnte generell als 40 
eine einzelne Schicht Oder aber auch als Mehrschicht- 
system ausgebildet sein, z. B. als Zweischichtsystem. 
bei dem eine hOher lichtempfindliche Schicht oberhalb 
einer weniger lichtempfindlichen Schicht zu liegen 
kommt. Die hOher lichtempfindliche Schicht kdnnte z. B. 45 
eine Silberhalogenidschicht sein. Diese Silberhaloge- 
nidschicht dient vorzugsweise dazu, die Kontrastver- 
haitnisse von kontrastschwachen LCD-Bildschirmen zu 
verstarken. Unterhalb der Silberhalogenidschicht 
kOnnte dann z. B. eine herkCmmliche Fotolackschicht so 
(Positiv- oder Negativ- Fotolackschicht) liegen. Mit der 
LCD-Anzeigeeinrichtung wird also zunachst die Silber- 
halogenidschicht belichtet, die anschlieBend entwickelt 
wird. Danach erfolgt eine groBfiachige Belichtung der 
Schablonenstruktur, um jetzt die freiliegenden Bereiche 55 
der unterhalb der Silberhalogenidschicht liegenden 
weniger lichtempfindlichen Schicht zu belichten. 
Danach erfolgt ein weiterer EntwicWungsvorgang. 



Nach einer Ausgestaltung der Erfindung sind zur 
Belichtung grOBerer Bereiche der lichtempfindlichen 
Schicht die Fttissigkristali-Anzeigeeinrichtung und der 
Schablonen-GrundkOrper relativ zueinander bewegbar. 
Somit ist es mOglich, durch schrittweises Verschieben 
der die Flussigkristall-Anzeigeeinrichtung enthaltenden 
Belichtungseinrichtung oder des Schablonen-Grund- 
kdrpers zeitlich aufeinanderfolgend nebeneinanderlie- 
gende Musterbereiche zu erzeugen. GrundsStzlich 
w&re es auch denkbar, fur die Belichtung der auf dem 
Schablonen-GrundkGrper liegenden lichtempfindlichen 
Schicht mehr als eine Belichtungseinrichtung einzuset- 
zen, in denen jeweils eine Russigkristall-Anzeigeein- 
richtung zur Ubertragung eines grOBeren 
Musterbereichs enthalten ist. Dabei kann ein Abstand 
zwischen der Lichtaustrittsfiache der jeweiligen Belich- 
tungseinrichtung und der lichtempfindlichen Schicht 
eingehalten werden. 

Um das durch die Flussigkristall -Anzeigeeinrich- 
tung dargestellte Muster m&glichst scharf und verlust- 
frei in die lichtempfindliche Schicht ubertragen zu 
kOnnen, kommen nach einer weiteren Ausgestaltung 
der Erfindung die Uchtaustrittsfl&cheder FlQssigkristall- 
Anzeigeeinrichtung bei der Belichtung der lichtempfind- 
lichen Schicht und die lichtempfindliche Schicht mitein- 
ander in Kontakt. 

Nach einer anderen Ausgestaltung der Erfindung 
ist es aber auch mGglich, ein durch die Flussigkristall- 
Anzeigeeinrichtung erzeugtes Musterbild durch eine 
Projektionseinrichtung auf die lichtempfindliche Schicht 
zu projizieren, wobei dann auch zur besseren Ubertra- 
gung des Musters in die lichtempfindliche Schicht die 
Lichtaustrittsfiache der Projektionseinrichtung bei der 
Belichtung der lichtempfindlichen Schicht mit dieser in 
Kontakt kommen kann. Die Lichtaustrittsfiache der Pro- 
jektionseinrichtung kann dabei diejehige einer Fokus- 
sierungsoptik oder diejenige einer planparallelen 
AbschluBglasplatte sein. 

Mdglich ist es aber auch, ein mit Hirfe der im allge- 
meinen eben ausgebildeten Flussigkristall-Anzeigeein- 
richtung erzeugtes Musterbild durch eine 
Projektionseinrichtung auf eine gekrummte lichtemp- 
findliche Schicht zu projizieren, ohne daB die Lichtaus- 
trittsfiache der Projektionseinrichtung mit der 
lichtempfindlichen Schicht in Kontakt kommen muB. 
Wahrt man die projizierte GroBe des aufzubringenden 
Musters nicht zu groB, dann spielt die Krummung der 
lichtempfindlichen Schicht keine groBe Rolle. Auch in 
diesem Fall laBt sich somit das Musterbild hinreichend 
verzerrungsfrei in die lichtempfindliche Schicht Obertra- 
gen. Da kein Kontakt mehr zwischen der Projektionsein- 
richtung und der lichtempfindlichen Schicht erforderlich 
ist, brauchen beide senkrecht zur Oberf lache der licht- 
empfindlichen Schicht auch nicht mehr relativ zueinan- 
der bewegt zu werden, was den Vorteil mit sich bringt. 
daB die lichtempfindliche Schicht schneller bemustert 
werden kann. 

Mit dem erf indungsgemaBen Verfahren lassen sich 
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Schablonen-Grundk6rper belichten. die z. B. als ebe- 
nes Oder hohlzyiindrisches, flexibles Sieb ausgebildet 
sind. Dieses Sieb kann als Kunststoffsieb Oder als 
Metallsieb vorliegen. 

Mdglich ist es aber auch, einen Schablonen-Grund- 
k6rper aus flexiblem Metallblech mit geschlossener 
Oberfiache in ebener oder hohlzylindrischer Ausgestal- 
tung zu verwenden. Dies ware z. B. der Fall, wenn auf 
diese Weise gelochte Siebe auf galvanischem Wege 
auf der Oberfiache des Metallblechs zu erzeugen sind. 
die spater abgenornmen werden. 

Nicht zuletzt lassen sich aber als SchaWonen- 
Grundk6rper auch dicke. starre Metallkbrper mit 
geschlossener Oberfiache in ebener oder hohlzylinder- 
formiger Ausgestaltung einsetzen. Man wurde diesen 
Weg im Falle der Herstellung von z. B. Tiefdruckscha- 
blonen wahlen, wo jetzt auf dem Metallkfirper die zu 
bemusternde lichtempfindliche Schicht liegt Letztere 
konnte aber auch auf einer flexiblen Kunststoffschicht 
liegen. die sich ihrerseits auf dem MetallkGrper befindet. 

In alien den zuvor genannten Fallen wird also die 
auf dem Schablonen-Grundk&rper befindliche lichtemp- 
findliche Schicht, die als Ein- oder Mehrschichtsystem 
vorliegen kann. belichtet und anschiieBend durch Ent- 
wicWung entfernt, urn danach ggf. weitere Schritte 
durchfuhren zu kdnnen. 

Im Falle eines ebenen Schablonen-GrundkSrpers 
wird vorzugsweise eine Flu ssigkristaii-Anzeigeeinrich- 
tung bzw. Projektionseinrichtung mit ebener Uchtaus- 
trittsfiache verwendet, urn uber einen mdglichst groBen 
Bereich einen guten Kontakt zwischen der Uchtaus- 
trittsfiache und der zu belichtenden Schicht zu erhalten. 

Ist der Schablonen-Grundk6rper dagegen als fiexi- 
Wer, hohlzylindrischer Kdrper ausgebildet. kann eben- 
falls eine Fltissigkristall-Anzeigeeinrichtung bzw. 
Projektionseinrichtung mit ebener Lichtaustrittsfiache 
zum Einsatz kommen, mit der dann der flexible Scha- 
blonen-Grundk&rper und mit ihm die auf ihm liegende 
fotoempfindiiche Schicht gegen eine ebene Unterlage 
gedruckt wird, urn auch jetzt wieder einen guten Kontakt 
zwischen der Lichtaustrittsfiache und der lichtempfindli- 
chen Schicht uber einen m&glichst groBen Bereich 
erzielen zu kdnnen. Alierdings kann im Falle hohlzylin- 
drischer Schablonen-Grundkorper die Belichtung auch 
beruhrungslos erfolgen, wie bereits erwahnt. 

Andererseits ist es aber auch mSglich, bei einem 
flexiblen oder starren hohlzylindrischen Schablonen- 
GrundkSrper eine Flussigkristall-Anzeigeeinrichtung 
bzw. Projektionseinrichtung mit entsprechend gewGlb- 
ter Uchtaustrittsfiache zu verwenden. deren WOlbung 
an die Hohlzylinderwolbung angepaBt ist. In diesem Fall 
k6nnte ein Kontakt zwischen der Uchtaustrittsfiache 
und der lichtempfindlichen Schicht erfolgen, ohne daB 
bei einem flexiblen Schablonen-Grundkorper dieser 
deformiert werden muBte. Naturlich lieBe sich auch im 
Falle eines starren hohlzylindrischen Schablonen- 
Grundkdrpers ein vollstandiger Kontakt zwischen der 
Uchtaustrittsfiache der Flussigkristall-Anzeigeeinrich- 



tung bzw. der Projektionseinrichtung und der lichtemp- 
findlichen Schicht realisieren. 

Insbesondere im Falle eines flexiblen Schablonen- 
Grundkdrpers kann nach einer Weiterbildung der Erfin- 
5 dung ein Vakuum zwischen der lichtempfindlichen 
Schicht und der Uchtaustrittsfiache der Flussigkristall- 
Anzeigeeinrtchtung bzw. der der Projektionseinrichtung 
erzeugt werden. urn fur eine noch engere Anlage von 
lichtempfindlicher Schicht und Uchtaustrittsfiache 
w aneinander zu sorgen. Dabei wird der flexible Schatso- 
nen-Grundk6rper gegen die Uchtaustrittsfiache gezo- 
gen. Bei starrem Schablonen-GrundkSrper kGnnte 
andererseits aber auch dafur gesorgt werden, daB die 
Belichtungseinrichtung nachgiebig gestaltet ist, so daB 
is sie dann im Fall des besagten Vakuums gegen die auf 
dem starren GrundkOrper liegende lichtempfindliche 
Schicht gezogen werden k6nnte. 

Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung der erfin- 
dungsgemaBen Vorrichtung kann die strahlausgangs- 
20 seitig liegende Begrenzungsplatte der FIQssigkristall- 
Anzeigeeinrichtung durch senkrecht zur Plattenebene 
liegende Uchtleiter gebiidet sein. Auf diese Weise wird 
die Abstrahlcharakteristik der Flussigkristall-Anzeige- 
einrichtung weiter verbessert. so daB scharfere Bilder 
25 erhalten werden. 

Nach einer anderen Ausgestaltung der Erfindung 
kann die Belichtungseinrichtung mit einem optischen 
Filter versehen sein oder es kann die FIQssigkristall- 
Anzeigeeinrichtung durch einen aufgeweiteten Laser- 
30 strahl einer gewiinschten Welleniange belichtet werden. 
Auf diese Weise laBt sich eine Welleniange auswahlen, 
die nach Hindurchtreten des Uchts durch den Schirm 
der Flussigkristall-Anzeigeeinrichtung das grdBte Inten- 
sitatsverhaitnis zwischen den transmittierenden und 
as absorbierenden Bereichen des Schirms ergibt. Dadurch 
ergibt sich ein verbesserter Kontrast. 

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung kann die 
Aufspanneinrichtung als ebener Rahmen ausgebildet 
sein welcher sich senkrecht zur Rahmenebene bewe- 
40 gen 'laBt. Hierdurch kann der Schablonen-Grundkdrper 
in einfacher Weise auf die Belichtungseinrichtung zu 
oder von dieser weg bewegt werden, so daB es nicht 
erforderlich ist, zu diesem Zweck die Belichtungsein- 
richtung selbst und den sie tragenden Antriebsmecha- 
45 nismus zu verschieben. 

In Weiterbildung der Erfindung kann die Aufspann- 
einrichtung auch in Form eines langlichen Tragers mit 
ebener Oberfiache ausgebildet sein. auf der senkrecht 
zur Trageriangsrichtung der Schablonen-Grundkfirper 
so transportierbar ist. Ein derartiger Trager kommt insbe- 
sondere dann zum Einsatz, wenn der Schablonen- 
Grundkorper hohlzylindrisch ausgebildet ist Dabei ragt 
der Trager von einem Ende in den Hohlzylinder hinein. 
An beiden Enden des Tragers kbnnen nach einer noch 
55 weiteren Ausgestaltung der Erfindung Zahnrader fur 
den Transport des Schablonen-GrundkGrpers vorhan- 
den sein, deren Zahne in seitlich in den Schablonen- 
GrundkSrper eingebrachte Perforationen eingreifen, urn 
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diesen senkrecht zur LSngsrichtung des Trfigers zu 
transportieren. Im Belichtungsfall wind dann der Scha- 
blonen-Grundkerper durch die Belichtungseinrichtung 
gegen die ebene Oberfiache des Tragers gedrOckt. 

Die Zeichnung stellt neben dern Stand der Technik s 
Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung dar. Es zeigen: 

Rgur 1 eine herkommliche Einrichtung zur Belich- 
tung einer Flachschablone Qber einen Ganzfilm: 
Rgur 2 eine weitere herkOmmliche Einrichtung zur 10 
Belichtung einer Flachschablone mittels eines, 
ablenkbaren Laserstrahls; 

Figur 3 eine Vorrichtung zur Belichtung einer 
Flachschablone in Obereinstimmung mrt einem 
ersten Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung; is 
Rgur 4 einen Langsschnitt durch die Vorrichtung 
nach Figur 3 im Bereich einer Belichtungseinrich- 
tung; 

Figur 5 einen Querschnitt durch den Aufbau einer 
Flussigkristall-Anzeigeeinrichtung der Belichtungs- 20 
einrichtung: 

Rgur 6 einen Langsschnitt durch die Vorrichtung 
nach Figur 3 im Bereich einer anderen Belichtungs- 
einrichtung; 

Rgur 7 einen Langsschnitt durch die Vorrichtung 25 
nach Figur 3 im Bereich einer noch anderen Belich- 
tungseinrichtung; 

Rgur 8 ein weiteres AusfGhrungsbeispiel der erf in- 
dungsgemSBen Vorrichtung zur Belichtung von 
Rundschablonen, wobei eine Querschnrttsdarstel- 30 
lung im Bereich einer Belichtungseinrichtung 
gezeigtist; 

Rgur 9 einen Langsschnitt durch die Vorrichtung 
nach Rgur 8, wobei die Belichtungseinrichtung der 
Ubersicht wegen fortgelassen ist; 35 
Rgur 10 eine Ansicht auf die Stimseite der Vorrich- 
tung nach Figur 8; 

Rgur 11 ein noch weiteres Ausfuhrungsbeispiel 
einer erfindungsgemaBen Vorrichtung zur beruh- 
rungslosen Belichtung von starren oder flexiblen 40 
Rundschablonen; und 

Rgur 12 ein Ausfuhrungsbeispiel mit gekrummter 
LCD-Einrichtung. 

In Rgur 3 werden das erfindungsgemaBe Belich- .45 
tungsverfahren und eine Vorrichtung zu dessen Durch- 
fuhrung naher beschrieben. Eine Flachschablone 4 
liegt mit ihrem Rand auf vier Hubeinrichtungen 12. 
Diese Hubeinrichtungen 12 k6nnen Elektrohubma- 
gnete. pneumatische oder Hydraulikzylinder sein. Die so 
Flachschablone 4 wird auf diese Hubeinrichtungen 12 
gegenuber ihrer Gebrauchslage im DruckprozeB ver- 
kehrt aufgelegt, so daB die Seite, welche spater mit der 
zu bedruckenden Warenbahn in Kontakt komrrrt, hier 
nach oben zeigt, also in der Figur 3 sichtbar dargestellt 55 
ist. Dies tragi zu einem konturenscharfen Druck bei. Die 
Flachschablone 4 besteht in an sich bekanrrter Weise 
aus einem umlaufenden Rahmen 5, der ublicherweise 



aus vier Stahlprofilrohren mit etwa rechteckigem Quer- 
schnitt angefertigt ist. Die Stahlprofflrohe sind an den 
Eckpunkten der Flachschablone 4 miteinander ver- 
schweiBt Uber der Flachschablone 4 befindet sich eine 
Belichtungshaube 13, an deren unteres Ende gemfiB 
der Erfindung eine LCD-Anzeige 16 (= RGssigkeitskri- 
stail-Anzeigeeinrichtung) ausreichender GroBe befe- 
stigt ist. Eine solche Flussigkristall-Anzeigeeinrichtung 
16 besteht bekanntermaBen aus zwei als Elektroden 
ausgefuhrten Glasplatten, die mit einem Abstand zuein- 
ander montiert sind. Zwischen den beiden Glasplatten 
befindet sich ein Elektrolyt. Dies ist eine dunne Flussig- 
kertsschicht, in welcher organische MolekOle getfist 
sind. Die Glasplatten sind auf ihrer der FIQssigkeit zuge- 
wandten Innenserte mit einer sehr dunnen, strukturier- 
ten Metalibedampfung ausgerustet Werden zwei durch 
die organische Losung getrennte, gegenQberliegende 
Elektroden an unterschiedliches elektrisches Potential 
geiegt. dann wird ein elektrostatisches Feld zwischen 
den Elektroden aufgebaut und die MolekOle erfahren 
eine raumiiche Ausrichtung. Dadurch Sndern sich die 
optischen Eigenschaften des Flussigkeitsfilms und Ucht 
wird st&rker oder schwacher absorbiert. Diese LCD- 
Anzeigen 16 sind derzert in GroBen bis zu 17 Zoll = 
431 ,8 mm Bildschirmdiagonale erhaftlich. Eine derar- 
tige LCD-Anzeige 16 wird in einen moglichst engen 
Kontakt mit der lichtempfindlichen Lackschicht der 
Flachschablone 4 gebracht. Zur UnterstDtzung dieses 
Vorgangs kann ein Vakuum zwischen der LCD-Anzeige 
16 und der Oberfiache der Flachschablone 4 erzeugt 
werden. Die Luft aus diesem Zwischenraum wird durch 
eine Vakuumpumpe 14 und Qber Schleppieitungen 15 
abgesaugt. In den oberen Bereich der Belichtungs- 
haube 13 ist eine Lichtquelle 17 eingebaut. welche im 
UV-Gebiet oder im eher blauen Bereich des sichtbaren 
Spektrums Strahlung emtttiert Die Belichtungshaube 
13 ist nach au Ben iichtdicht abgeschlossen, so daB 
Licht nur durch die LCD-Anzeige 16 hindurch auf die 
Rachschsiblone 4 fallen kann. Eine Vorbelichtung der 
Flachschablone 4 durch Streulicht wird so verhindert. 

Die Belichtungshaube 13 wird stets um gleichgroBe 
Schritte in x- und y-Richtung verschoben. Die Schritt- 
weite erttspricht den Abmessungen der aktiven Rache 
der LCD-Anzeige 16. Zum schrittweisen Transport der 
Belichtungshaube 13 ist in y-Richtung der Kragarm 18 
vorgesehen. In dessen Innenberetch lauft eine Spindel 
19, die wiederum durch einen Stellmotor 20 uber ein 
Zahnriemenvorgelege 21 betatigt wird. Die LCD- 
Anzeige 16 muB elektrisch ihrer x.y-Position entspre- 
chend jeweils so angesteuert werden, daB das auf die 
Flachschablone 4 aufzulichtende Muster ohne 
AnschluBfehler zwischen den jeweiligen Versatzstellen 
der Belichtungshaube 13 paBt. Gegenuber den bekann- 
ten Filmaddrtionsmaschinen. bei welchen ein auf einen 
Rim aufgebrachter Einzelrapport auf einen Ganzfilm 
aufgelichtet wird, hat dieses Verfahren den Vorteil, daB 
keinerlei Einstellarbeiten wegen unterschiedlicher Gr6- 
Ben der Einzelrapporte anfallen. Es wird die Belich- 
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tungshaube 13 stets um den gleichen Weg in x- bzw. y- 
Richtung versetzt. Fur den Versatz in x-Richtung sind 
ein Ungsf Qhrungsbalken 22 und ein Schlitten 23 vorge- 
sehen. Zwei RundfOhrungen 25 und eine Stellspindel 
24 dienen zur Fuhrung und Bewegung des Schlittens 
23. Die Stellspindel 24 wird durch den Motor 26 und 
uber ein Zahnriemenvorgelege 27 angetrieben. Der 
Langsfuhrungsbalken 22 ist uber zwei Saulen 28 auf 
einer Basisf lache 29 abgestutzt. 

Vor Beginn der Belichtung wird die Flachschablone 
4 auf die Hubeinrichtungen 12 aufgelegt und die Seiten- 
kanten der Flachschablone 4 werden parallel zum Kra- 
garm 18 und zum UangsfGhrungsbalken 22 
ausgerichtet. Die Hubeinrichtungen 12befinden sich im 
abgesenkten Zustand. AnschlieBend werden die Hub- 
einrichtungen 12 mitderdarauf befindlichen Flachscha- 
blone 4 angehoben, um die Oberfiache der 
beschichteten Seidengaze mSglichst nahe an die LCD- 
Anzeige 16 heranzufuhren. AuBerdem wird die Scha- 
blonenfolie 4 durch Erzeugung eines Vakuums zwi- 
schen Folie 4 und LCD-Anzeige 16 an diese durch den 
auBeren Urftdruck angepreBt. Es erfolgt die erste 
Belichtung. Ein Rechner 30 schattet Ober eine Lei- 
stungsverstarkereinheit 31 zunfichst die Hubeinrichtun- 
gen 12 so, daB die Flachschablone 4 angehoben wird, 
anschlieBend versorgt er die LCD-Anzeige 16 mit den 
richtigen Musterdaten und schlieBlich veranlaBt er das 
Einschalten der Uchtquelle 17. Je nach optischer 
Strahlleistung der verwendeten Uchtquelle 17 betr&gt 
die Einschaltdauer entweder einige Sekunden oder 
rnehrere Minuten. Nach dem Ende der Belichtungszeit 
wird die Uchtquelle 17 ausgeschaltet, das Vakuum 
abgeschaltet, die Flachschablone 4 mittels der Hubein- 
richtungen 12 abgesenkt und die Belichtungshaube 13 
um die genaue y-Breite der LCD-Anzeige 16 in y-Rich- 
tung oder um die genaue x-Versetzung derselben in x- 
Richtung verschoben. Das beschriebene Arbettsspiel 
wird jetzt wiederholt, aber naturlich mit den passenden. 
d. h. ggf. abgeSnderten Musterdaten, so daB sich ins- 
gesamt ein einheitliches Gesamtmuster ergibt. 

Der Rechner 30 steuert uber eine serielle Datenlei- 
tung 32 die Leistungsverstarkereinheit 31 an, welche 
uber eventuell mehradrige Versorgungsleitungen 33 die 
einzelnen Verbraucher (Antriebe. Lampen, Hubma- 
gnete) entsprechend den Erfordernissen des Arbeitsab- 
laufs ein- oder ausschaltet. 

In Figur 4 ist ein Querschnitt durch die Belichtungs- 
haube 13 und die darunter befindliche Flachsschablone 
4 gezeigt. Der umlaufende Rahmen 5 besteht aus 
einem Stahlhohlprof ilrohr mit rechteckigem Querschnitt. 
Die zu gravierende Folie 35 (mit lackbeschichtetem 
Schablonen-GrundkOrper) ist an sich sehr dunn, ihre 
Dicke betragt ungetahr 0.1 mm. Deshalb kann sie um 
das Profilrohr des Rahmens 5 umgeschlagen und mit 
diesem verklebt werden. Auch ist sie wegen dieser 
geringen Starke trotz der Spannung in x- und y-Rich- 
tung sehr flexibel, so daB die Folie 35 einwandfrei an 
jener Oberfiache der LCD-Anzeige 16 aniiegt, welche 



der Folie 35 zugekehrt ist. Ein angeiegtes Vakuum zwi- 
schen der Folie 35 und der LCD-Anzeige 16 unterstutzt 
dies Um diesen Bereich zu evakuieren, wird die Luft 
aus einem um den Umfang der LCD-Anzeige 16 ange- 
5 ordneten Vakuumkanal 36 Qber die Saugleitung 37 
abgesaugt. 

In Figur 5 ist stark vergrGBert ein Querschnitt durch 
die LCD-Anzeige 16 und die darunter liegende Folie 35 
dargestellt. Der hier gezeigte Spalt 40 zwischen der 
10 Folie 35 und der LCD-Anzeige 16 besteht nur vor dem 
Einschalten des Vakuums, durch das Absaugen vom 
Luft nach dem Einschalten wird dieser Spalt praktisch 
ganz zum Verschwinden gebracht Die LCD-Anzeige 1 6 
besteht, wie bererts erwahnt, aus zwei parallelen Glas- 
15 platten 38, zwischen welchen sich ein Spalt 39 befindet. 
Dieser Spalt 39 ist mit einer elektrisch isolierenden 
Lfisung organischer Molekule befQIIt. Die an den Spalt 
39 grenzenden Oberfiachen der Glasplatten 38 sind mit 
einer sehr dOnnen leitfahigen Metallschicht bedampft, 
20 und zwar etwa so, daB schachbrettartig gegenQberlie- 
gende quadratische, sehr Weine Elektroden entstehen. 
Wenn an die beiden genau gegenuberliegenden Elek- 
troden ein unterschiedliches Spannungspotential ange- 
legt wird, dann verandert sich das Reflexions- 
25 Transmissionsverhalten dieser Wande und der dazwi- 
schen befindlichen Flussigkeit so, daB dieser Bereich 
abgedunkelt erscheint. Die Transmission des Lichtes 
wird stark behindert. Ucht kann an dieser stelle die licht- 
empfindliche Folie 35 kaum erreichen und je nach ver- 
so wendetem Fotolack wird die Hartung oder die 
Schadigung des Lackes verhindert. Bei dieser Einrich- 
tung kann allerdings der eigentlich bildgebende Spalt 
39 einen mehr oder weniger groBen Abstand von der 
Folie 35 aufweisen, welcher durch die Dicke der unteren 
35 Glasplatte 38 bedingt ist Wegen dieses Abstandes 
kann die Bildscharfe dank einer mOglichen Unterstrah- 
lung und Kantenstreuung leiden. Auch kann die Abbil- 
dung des Musters durch schrag laufende Randstrahlen 
43 verzerrt werden. 
40 Aus dieser Figur ist aber auch der Aufbau der Folie 
35 ersichtlich. Diese besteht z. B. aus Seidengaze 41 
und dem sie umhullenden und trankenden Fotolack 42. 
Dieser Fotolack 42 kann nach einer der OWichen Klassi- 
fizierungen ein Positiv- oder Negativlack sein. Ein Posi- 
45 tivlack wird bei Belichtung geschadigt und bei der 
nachfolgenden EntwicWung werden diese behchteten 
Stellen ausgewaschen. In diese Gruppe gehoren die 
sogenannten Diazoharze. Negativlacke werden bei 
Belichtung gehartet und die nicht belichteten Stellen- 
so werden bei der EntwicWung ausgewaschen. Zu dieser 
Gruppe zahlen Acrylharze, Epoxidharze. usw. Die hcht- 
empfindliche Schicht 42 kann daruber hinaus auf ihrer 
Oberfiache auch noch eine starke lichtempfindhche 
Schicht 42a tragen. z. B. eine Silberhalogenidschicht, 
55 die zunachst durch die LCD-Einrichtung 16 belichtet 
wird, um dadurch eine Maske fur die nachfolgende. z. B. 
groBf lachige Belichtung der Schicht 42 zu erhalten. 
Um das Bild mdglichst scharf auf die Folie 35 zu 
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• ubertragen, kann die urrtere der beiden Glasplatten 38, 
•also jene, welche an der Folie 35 anliegt, zweckmaBig 
auch durch eine Uchtleiterplatte ersetzt werden. Eine 
Lichtleiterplatte besteht bekanntlich aus Glasfasern mit 
geringem Durchmesser - im allgemeinen 6 bis 20 - 5 
und kurzer Lange, die mrteinander z. B. durch Epoxid- 
harze Oder Acryiatharze verWebt sind. Solche Lichtlei- 
terplatten ierten das Ucht nur senkrecht zur 
Plattenebene. Hier kann der Durchmesser der Glasfa- 
sern dem RastermaB der feinsten herzustellenden 70 
Schablone (z. B. Siebschablone) angepaBt werden, das 
heiBt, es kOnnen Fasern mil etwas grGBerem Durch- 
messer fur die Lichtleiterplatte verwendet werden, so 
daB die Lichtleiterplatte etwas preiswerter wird. 

In Figur 6 durchiauft das von der Lichtquelle 17 15 
emittierte Licht einen zwischen der Lichtquelle 17 und 
der LCD-Anzeige 16 knapp vor ietzterer befindlichen 
Kondensor 44. Dieser Kondensor 44 ist hier als Fresnel- 
Linse ausgebildet. Die Lichtquelle 17 sitzt etwa im 
Brennpunkt der Fresn el-Li nse. Auch durch diese MaB- 20 
nahme kOnnen Unterstrahlungen der Musterkonturen, 
die besonders linienartige Motive sehr schadigen, ver- 
hindert werden. 

Das Ausfuhrungsbeispiel nach Figur 7 zeigt eine 
Belichtungshaube 13, bei welcher die LCD-Anzeige 16 25 
durch ein Objektiv 45 auf die Oberfiache der Folie 35 
bzw. der Flachschablone 4 scharf abgebildet wird. 
Durch diese optische Gbertragung geht zwar ein erheb- 
licher Teil der von der Lichtquelle 1 7 abgestrahlten 
.Energie verloren, aber das Bild der. LCD-Anzeige 16 30 
kann mit wesentlich geringeren Fehlern auf die Flach- 
schablone 4 ubertragen werden. Diese Fehler bestehen 
eigentlich nur aus den Abbildungsfehlern des Objektivs 
45, die bei Wahl einer entsprechend hochwertigen 
Optik praktisch nicht ins Gewicht fallen. Darober hinaus 35 
hat diese Anordnung den Vorteil, daB die verhaitnisma- 
Big grobe PunktauflGsung der LCD-Anzeige 16; etwa 
3,5 Punkte pro mm, beliebig verkieinert werden kann. 
Um bei diesem Ausfuhrungsbeispiel das vom Objektiv 
erzeugte Bild der LCD-Anzeige 1 6 genau in die Oberf Id- 40 
che der Folie 35 zu legen, wird die Belichtungshaube 1 3 
mit einer Planglasplatte 46 abgeschlossen. Auch hier 
kann die Folie 35 mittels Vakuum an die Planglasplatte 
46 angelegt werden, die zu diesem Zweck vom Vaku- 
umkanal 36 umgeben ist. 45 

In Figur 8 wird gezeigt wie der erf indungsgemSBe 
Belichtungsvorgang bei einer Rundschablone 47 ange- 
wendet wird. Im allgemeinen sind Rundschablonen 
stets aus sehr dunnen Siebhohlzylindern 41 angefertigt 
Oder werden auf nahezu ebenso dunnen ungelochten so 
Hohlzylindern galvanoplastisch abgeschieden. Ein sol- 
cher Hohlzylinder kann aber Qber einen Weiner Teil sei- 
nes Umfangs durch einen geringen Druck f lach gepreBt 
werden, ohne daB unzuiassige Spannungen im Blech- 
mantel Oder zwischen Blechmantel und Fotolack auftre- 55 
ten. Der mit Fotolack 42 beschichtete Hohlzylinder 41 
wird daher auf einen schmalen ebenen Tisch 48 abge- 
stutzt, flach gedruckt und mit Hilfe einer Belichtungs- 



haube 13, wie sie schon in Figur 7 beschrieben wurde, 
belichtet. Dabei erfolgt ein Versatz der Belichtungs- 
haube 13 in Richtung der Hohlzylinderachse ebenso 
wie zuvor bei der Herstellung von Flachschablonen. 
Wenn ein Segment 49 des Hohlzylindermantels Qber 
die Lange der Schablone durchgehend bearbeitet, d. h. 
belichtet wurde, wird der Schablonenumfang um die 
HOhe des aufgelichteten Bildes nachgeschoben und es 
erfolgt die Belichtung des folgenden Segments. Hierbei 
kann man wahlen, ob man die H6he des aufzulichten- 
den Segments so festlegt, daB dieses ganzzahlig im 
Umfang der Schablone enthalten ist Oder ob man bei 
der Belichtung des letzten Segments nur den noch ver- 
bleibenden, nicht belichteten Restumfang des Hohlzy- 
lindermantels behandelt. 

Figur 9 zeigt einen LSngsschnrtt und Rgur 10 einen 
Querschnitt durch den unteren Teil einer solchen 
Belichtungseinrichtung fur eine Rundschablone. Umdie 
Rundschablone 47 genau vorschieben zu kdnnen, ist 
diese am besten an beiden Randern mit einer sehr 
genauen, z. B. RechtecWochung 49 versehen. Der 
Abstand der rechteckigen LOcher entspricht der Teilung 
von Synchronzahnradern 50, welche durch einen Stell- 
antrieb 53 (z. B. Schrittmotor) gedreht werden. Eine 
steife Welle 51 verbindet die beiden SynchronzahnrS- 
der 50 und sorgt fur das gleichmSBige Vorschieben der 
beiden Schablonenseiten, nachdem jeweils ein Seg- 
ment der Rundschablone 47 Qber die gesamte Lange 
der Rundschablone belichtet wurde. Der Abstand der 
Welle 51 vom Tisch 48 ist einstellbar. so daB die Syn- 
chronzahnr&der 50 mit der Welle 51 stets sowert an die 
Rundschablone 47 herangefuhrt werden kdnnen, daB 
Zahne 52 der Synchronzahnrdder 50 spieif rei in dessen 
RechtecWochungen 49 eingreifen. Diese Vorschuban- 
triebsvorrichtung 54 ist an der Serte des Stellantriebs 53 
nach Art eines KragtrSgers auf einer SSule 55 befestigt. 
Ein tanger FuBteil 56 stutzt die komplette Einhett. 

Die Erf indung ist auf die dargestellten AusfOhrungs- 
beispiele nicht beschrankt. So kann die Belichtung auch 
mit einer Strahlung bis zu einer Welleniange von 2 
erfolgen. Es kdnnen werters samtliche handelsublichen 
Fotolacke oder lichthartenden Harze verwendet wer- 
den. Auch ist es mdglich, zwischen Lichtquelle und 
LCD-Bildschirm einen optischen Filter vorzusehen, um 
so nur Licht jener Welleniange hindurchtreten zu las- 
sen, welches nach dem LCD-Schirm 16 das gr6Bte 
Intensitatsverhaitnis zwischen den transmittierenden 
und absorbi erenden Bereichen des S chirms ergibt. Der 
gleiche Effekt kann durch eine von Haus aus monochro- 
matische Lichtquelle (Laser) erreicht werden. Im letzten 
Fall kann es zweckmaBig sein, eine Strahlaufweitungs- 
optik oder eine Zerstreuungslinse zwischen Laser und 
LCD-Schirm 16 vorzusehen. 

In Figur 1 1 gelten die gleichen Bezeichnungen wie 
in Figur 8. Hier wird das Verfahren zusammen mit einer 
dickwandigen Matrize 58 gezeigt, deren Oberfiache mit 
einem Fotolack 42 dunn (vorzugweise 5 bis 30 ^m) 
beschichtet ist. Es soil aufgaivanischem Wege ein hohl- 
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zylindrisches Sieb erzeugt werden. Zunftchst wird 
jeweils ein Segment der Breite 59 bestrahlt Je nach Typ 
des Fotolacks werden die belichteten Stellen entweder 
gehartet (Negativ-Lack) oder durch die Belichtung 
geschadigt (Positiv-Lack). Es werden so v.ele Bate* s 
tungen durchgefuhrt, wie notwendig ana. urn d.e 
gesamte Oberfiache der Matrize 58 zu brtchwi. Wahlt 
man die Breite 59 eines Segments nicht zv , groB .dann 
spielt die Krommung der Matrize 58 ^e R olle. H.enn 
,iegt auch ein weiterer Vortei. dieses ^Ur^.Wegen ,o 
der v6llig freien Gestaltungsmoglichkert der GrbBe^ des 
LCD-Bildes ■ es muB nicht auf RapportmaBe RucteicM 
genommen werden - kann man die Brerte 59 stets h.n- 
reichend klein wahlen. 

,n einem jetzt folgenden Behandlungsschritt^der is 
Entwicklung - werden die geschadigten S e en <£e m 
Positiv-Uck) oder die nicht geharteten Stel en (be.m 
Negativ-Lack) herausgewaschen. ZurOck ble.bt e,ne 
E, in deren fotolackbeschichtete Obertiache erne 
bTdhattes Motiv eingraviert ist. welches aus einer Vie - 20 
zahl sehr Kleiner Rasterpunkte besteht. Diese Raster- 
punkte konnen unterschied.iche Gr66en , aufwe-sen und 
sie sind durch Stege getrennt. D.es g.H t nat urhch nu 
unter der Voraussetzung. daB das Bild des LCD-Bild 
schirms 16 auf der Matrizenoberflache e.ne ausrei- * 
chend feine Struktur aufweist und entsprechend 
angesteuert wird. Wenn der LCD-Bi.dschirm 16 aber 
durch optische Mfttel auf die Matrizenoberfiache pro,.- 
ziert wird. kann man dies durch eine entsprechende 
BUdverkleinerung immer erreichen. In den <<»*«*; 
chen wirt der Fotolack 42 wahrend der Entw.cWung 
vots^ndig entfernt und die metaliische Oberf.ache der 
Matrize 58 liegt dann dort often. Naturl.ch kann der 
Fotolack zusatzlich auch in groBflachigen Bereichen 
vollstandig entfernt werden. In einem letzten Behand- 35 
TungssSrW wird die so vorbehandelte 1 Matnze . « e.n 
galvanisches Bad eingehangt und an den n,cht durch 
***** abgedeckten Stellen wird ein M«ig£^ 
abgeschieden. Vorzugsweise 1st dieses Metall Nickel 
uno das galvanische Bad ist ein Watfsches N.ckelbad 40 
SerTn NickelsuHamatbad. Grundsatzlich kOnnte der 
Vorgang auch mit anderen galvanisch abscheribaren 
Metalled durchgefQhrt werden. z. B^ mrt g*r ^ 
rend dieses letzten Behandlungsschrrtts hat rnan^ also 
galnoplastisch ein Sieb auf gebaut. dessen Siebsfruk- « 
fur dem Motiv des Musterbildes entspr.ctt. AuBerdem 
konnten die Sieboffnungen unterschiedlich groB gehal- 
ten werden und auf diese Weise Halbtonmofve .n de 
Schablone erzeugt werden. Die Schablone muB nur 
noch von der Matrize abgelost werdea Dies gelnigt so 
bonders einfach, wenn in an sich bekanrrter We.se 
wahrend des galvanischen Aufbaus der Metallsch.cht 
Druckspannungen in dieser Schicht erzeugt werden 
(organische Badzusatze). 

In Figur 12 gelten die Bezeichnungen der Figur 11. 55 
Es wird hier ebenfalls die Belichtung einer starren 
wenngleich aus GrOnden der Gewichtseinsparung und 
der leichteren Handhabung als Hohlrohr gefertgten 



Matrize 58 gezeigt. Auch hier wird eine raumlich 
g^mrme Oberfiache belichtet. wobei jetzt aber der 
lelichtungsbereich so stark ausgedehnt .st. daB die 
FehSr die durch ein Projektionsbild entstehen wurden 
nfcht mehr vernachiassigbar sind. Aus diesem Grund .st 
a e LCD-Anzeige 16 in Form einer Zylinderschale aus- 
^rfnhrt Hinter der LCD-Anzeige 16 sind Leuchtstoff- 
ST« ^eortnet. weiche den Fotolac* 4* . durch 
die nicht abgeschatteten Stellen der LCD-Anze.ge 16 
h ndu ch oSchten. Wande 61 stehen 
tung der Normalen auf die Oberfiache der Jtfat nz a 58 
S verhindern einen hierzu ubermaBig schrag , l*gen- 
den Lichteinfall. So wird eine Hinter^ahlu^de^u- 
ren verhindert. Die Wande 61 und d,e Leu^stofWhren 
60 sind durch ein lichtdichtes Gehause 62 ^e*** 
so daB der Fotolack 42 nicht vorbelichtet werden kann. 

Nach der Erfindung kann ein Einzelrapport des auf- 
zulichtenden Musters vOllig unabhang.g von < den 
Abmessungen des LCD-Schirms 16 gewahlt werden. 
SmTeS kann der Einzelrapport erhebfich groBer 
Sinalsder LCD-Bildschirm 16 oder dessen B..d auf der 
Matrize oder es kann der Einzelrapport auch gradzah- 
JStS ungradzahlig im LCD-Bildschirm 16 oder des- 
Sn BW au?der MaSze enthalten sein. Dabe. kann d.e 
Gr6Be efnes Vorschubs der LCD-Einrichtung ^ 
«:hen den einzelnen aufeinanderfolgenden Auf lichtvor- 
Sen variieren. und zwar in Abhangigkert von 

lord'erungen nach einer ^^ t ^ST^Z- 
musterzusammensetzung auf der Matize^ Das _etek 
trisch erzeugte Muster aufder LCD-E.nnchtung 16 bzw. 
auf dessen Bildschirm muB demjewe.ls gewahhen Vor 
schub entsprechen. so daB keine AnschluBfeNer e£ 
stehen Die LCD-Einrichtung 16 muB also n.cht 
unbii'ngt mrt konstantem Vorschub zwischen den e,n- 
z?nTn Lichtvorgangen verschoben werden. da .hr 
Bildinhatt entsprechend variiert werden kann. 



Patentanspruche 

1 Verfahren zur Herstellung einer Druckschablone. 
1 - bfdem eine aufeinem Schablonen-Grund^rper 

(41) befindliche lichtempfindliche Schicht (42) 
musterbedingt belichtet wird, dadurch gekenn- 
SnerdaB die Belichtung Ober eine FI0ss,gkn- 
stall-Anzeigeeinrichtung (16) ertolgt. 

2 Verfahren nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB zur Belichtung groBerer Bereiche 
dt die lichtempfindliche Schicht (42) tragende 
Schablonen-Grundkorper (41) und die Russigkri- 
stall-Anzeigeeinrichtung (16) relativ zuemander 
bewegt werden. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2^ dadu^. 
gekennzeichnet, daB eine Uchtaustrrttefiache de 
ROssigkristall-Anzeigeeinrichtung (16) be. oer 
Belichtung der lichtempfindlichen Schicht (42) mit 
dieser in Kontakt kommt. 
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4. Verfahren riach Anspruch 1 Oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB ein durch die Flussigkristall- 
Anzeigeeinrichtung (16) erzeugtes Musterbild 
durch eine Projektionseinrichtung (45, 46) auf die 
lichtempfindliche Schicht (42) projiziert wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB eine Lichtaustrittsfiache (46) der 
Projektionseinrichtung (45, 46) bei der Beiichtung 
der lichtempfindlichen Schicht (42) mit dieser in 
Kontakt kommt. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB ein ebener Scha- 
blonen-Grundk6rper (41) und eine Flussigkeitkri- 
stall-Anzeigeneinrichtung (16) bzw. 
Projektionseinrichtung (45, 46) mit ebener Licht- 
austrittsfiache zum Einsatz kommen. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB ein flexibler. hohl- 
zylindrischer Schablonen-GrundkOrper (41) und 
eine Russigkristall-Anzeigeeinrichtung (16) bzw. 
Projektionseinrichtung (45, 46) mit ebener Licht- 
austrittsfiache zum Einsatz kommen. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der hohlzylindrische Schablonen- 
Grundk6rper (41) bei der Beiichtung der lichtemp- 

- f indlichen Schicht (42) gegen eine ebene Unterlage 
(48) gedruckt wird. 

9. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB ein flexibler Oder 
starrer hohlzylindrischer Schablonen-Grundk6rper 
(41) und eine FIGssigkristall- Anzeigeeinrichtung 
(16) bzw. Projektionseinrichtung (45, 46) mit ent- 
sprechend gewOlbter Lichtaustrittsfiache zum Ein- 
satz kommen. 

10. Verfahren nach einem der Anspruche 6 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daB im Falle eines flexi- 
blen Schablonen-GrundkOrpers (41) ein Vakuum 
zwischen. der lichtempfindlichen Schicht (42) und 
der Lichtaustrittsfiache der Flussigkristall-Anzeige- 
einrichtung (16) bzw. der der Projektionseinrich- 
tung (45, 46) erzeugt wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als Schablonen-GrundkOrper (41) 
ein ebenes Oder hohlzylindrisches. flexibles Sieb 
zum Einsatz kommt. 

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als Sieb ein Metallsieb zum Einsatz 
kommt. 

13. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 



zeichnet, daB ein Schablonen-Grundkfirper (41) 
aus flexiblem Metallblech mit geschiossener Ober- 
fiache in ebener oder hohlzylinderfOrmiger Ausge- 
staltung zum Einsatz kommt. 

5 

14. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein Schablonen-Grundk&rper aus 
einem dickem, starrem MetalikOrper mit geschios- 
sener Oberfiache in ebener oder hohlzylinderfOrmi- 

io ger Ausgestaltung zum Einsatz kommt. 

15. Vorrichtung zur Herstellung einer Druckschablone, 
mit einer Aufspannungseinrichtung (5, 48) zum Auf- 
spannen eines wenigstens eine lichtempfindliche 

is Schicht (42) tragenden Schablonen-Grundkfirpers 

(41) , einer Belichtungseinrichtung (13) zum muster- 
bedingten Belichten der lichtempfindlichen Schicht 

(42) , einer Antriebseinrichtung (18 - 27, 50 - 53) zur 
Relativbewegung von Aufspanneinrichtung (5, 48) 

20 und Belichtungseinrichtung (13) gegeneinander, 
und einer Steuereinrichtung (30) zur Steuerung der 
Belichtungseinrichtung und der Antriebseinrich- 
tung, dadurch gekennzeichnet, daB die Belich- 
tungseinrichtung (13) eine Flugssigkristall- 

25 Anzeigeeinrichtung (16) enthait. die durch die Steu- 
ereinrichtung (30) ansteuerbar ist 

16. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die FIQssigkristall-Anzeigeeinrich- 

30 tung (16) so ausgebildet ist daB die 
Steuereinrichtung (30) auf ihr grOBere Musterteil- 
bereiche eines insgesamt auf die lichtempfindliche 
Schicht (42) aufzubringenden Musters erzeugen 
kann. 

35 

17. Vorrichtung nach Anspruch 15 oder 16, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Belichtungseinrichtung 
(13) eine Projektionseinrichtung (45, 46) enthait, 
die strahlausgangsseitig zur Flussigkristall-Anzei- 

40 geeinrichtung (16) liegt. 

18. Vorrichtung nach Anspruch 15, 16 oder 17, 
dadurch gekennzeichnet, daB eine strahlaus- 
gangsseitig Itegende Begrenzungsplatte (38) der 

45 Rtissigkristall-Anzeigeeinrichtung (16) durch senk- 
recht zur Plattenebene liegende Lichtleiter gebildet 
ist. 

19. Vorrichtung nach einem der AnsprOche 15 bis 18. 
so dadurch gekennzeichnet, daB die Belichtungsein- 
richtung (13) einen optischen Filter aufweist. 

20. Vorrichtung nach einem der Anspruche 15 bis 18, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Flussigkristall- 

55 Anzeigeeinrichtung (16) durch einen aufgeweiteten 
Laserstrahl belichtet wird. 

21. Vorrichtung nach einem der Anspruche 15 bis 20, 
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gekennzeichnet durch Mittel (14, 15, 36, 37) zur 
Erzeugung eines Vakuums zwischen der Strahl- 
ausgangsseite der Belichtungseinrichtung (13) und 
der lichtempfindlichen Schicht (42) des einge- 
spannten Schablonen-GrundkOrpers (41). 

22 Vorrichtung nach einem der AnsprOche 15 bis 21, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Aufspannein- 
richtung als ebener Rahmen (5) ausgebildet ist, 
welcher sich senkrecht zur Rahmenebene bewe- 
gen laBt. 

23. Vorrichtung nach einem der Anspruche 15 bis 21, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Aufspannem- 
richtung in Form eines langlichen Tigers (48) m«t 
ebener Oberfiache ausgebildet ist, auf der senk- 
recht zur Tragerl&ngsrichtung der Schablonen- 
Grundk6rper (41) transportierbar ist. 

24 Vorrichtung nach Anspruch 23, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB an beiden Enden des TrSgers (48) 
Zahnrader (50) fur den Transport des Schafcrfonen- 
GrundkOrpers vorhanden sind. deren Z&hne (52) in 
seitlich in den Schablonen-Grundk6rper (41) einge- 
brachte Perforationen (49) eingreifen. 
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Fig.3 
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Fig.5 
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Fig. 12 
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